真空电阻镀膜机步骤

开机步骤：

1.  开水泵(激光划片机水泵)，开实验室总电源，开真空电阻镀膜机的电源。

2.  开放气阀（须确认电离硅是否关闭），待真空计显示达到1×105Pa时，关闭进气阀，打开钟罩，放置好样片和蒸发材料。
3.  开机械泵和前级阀，当低真空计（电阻单元）显示达到5Pa时，开分子泵，待真空计（电离单元）显示达到5×10-3Pa时（可根据实际要求确定）。
蒸镀过程：

4.  当腔室内真空度达到蒸镀要求后（如5×10-3Pa），开加热电源，设置基板的温度，待基板温度达到设定值（根据要求决定是否对基板进行加热）。

5.  开膜厚监测仪，设置蒸镀的材料和薄膜的厚度，此时”film deposition”显示灯点亮。

6.  开蒸发电源，根据蒸发舟位置切换A/B电源（上侧为A，下侧为B），旋转调节电流大小到所需要值。

关机步骤：

7.  薄膜蒸镀完成之后，将蒸发电流按钮调到0，用挡板挡住蒸发的材料，然后停止基板加热（如果实验中对基板加热）。

8.  关闭分子泵，待分子泵转速为零时，依次关闭前级阀和机械泵，然后手动关闭电离硅（按高真空计电离单元面板上的“功能”键），最后开放气阀，待真空计显示达到1×105Pa时，关闭放气阀，打开钟罩，取出样品。

9.  擦干净钟罩上面蒸镀的材料，放好钟罩，然后依次开机械泵和前级阀，待腔室内真空度小于5Pa时，依次关闭前级阀和机械泵。

10.  关闭真空电阻镀膜机的电源，关闭实验室的电源，关闭水泵。

注意事项：

（1） 抽真空打开分子泵时，压强必须小于5Pa；

（2） 切换A/B电源时，必须保证电流在零档；

（3） 设置材料和膜厚时，必须保证电流在零档；

（4） 关闭前级阀时，必须确保分子泵转速为零；

（5） 蒸镀完材料，开放气阀时，必须关闭电离硅（按高真空计电离单元面板上的“功能”键）；

（6） 复合真空计与分子泵互锁（当关闭复合真空计时，分子泵会停止工作）；
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